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<諸言> 

ペロブスカイト太陽電池は簡便な塗布法で形成でき、高い光

電変換効率を有する、有機-無機ハイブリッドペロブスカイ

ト結晶層を光吸収層とする次世代太陽電池である。現在

23.7％の変換効率の更なる向上を目的として、ペロブスカイト層の膜質の向上させる研究が盛ん

に行われている。特に、ペロブスカイト層の結晶粒界は光によって生成されるキャリアを補足し

てしまうため、デバイスの変換効率の低下を引き起こしている。そのため、粒界の少ない結晶を

作製することで変換効率の向上が見込まれる。Maitani らは、CH3NH3PbI3 (MAPbI3)前駆体溶液を

塗布した TiO2/F:SnO2 (フッ素ドープ酸化スズ, FTO)基板に対し、マイクロ波を照射することで、従

来のホットプレート加熱に比べて、低温で結晶粒の大きい MAPbI3 薄膜を作製できることを報告

した[1]。Guoらによると前駆体溶液からペロブスカイトへの結晶成長は溶媒を伴ったオストワル

ド熟成により進行すると考えられている[2]。すなわち、結晶粒の更なる肥大化を達成するために

は、溶媒が存在する低温下でオストワルド熟成を進行させる必要がある。本研究では、ペロブス

カイト薄膜製膜過程にマイクロ波パルス照射を導入することで粒径の大きなペロブスカイト結晶

を作製することを目的とする。マイクロ波パルス照射により照射時の結晶成長過程と非照射時の

結晶溶解過程を交互に行うことで溶媒を伴ったオストワルド熟成を進行させることができる。 

<実験と結果> 

ペロブスカイト薄膜の前駆体溶液をスピンコート法にて基材である導電性ガラス上に形成し

た酸化チタン層の上に塗布し、40 °C/5分ホットプレート上で加熱することにより前駆体薄膜を得

た。この前駆体薄膜をシングルモード(TE103 モード)マイクロ波照射装置(2.45GHz)の電場最大点

に挿入し、マイクロ波パルス照射により基板を加熱しペロブスカイト薄膜を得た。また、対照実

験として、マイクロ波連続照射及びホットプレートにより加熱した。作製したペロブスカイト薄

膜を光吸収特性、電子顕微鏡、X 線回折による結晶構造解析により評価した。その結果、マイク

ロ波連続照射では低出力時に、パルス照射では高出力時に結晶粒の肥大化が見られた。 
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Fig. 1 Schematic diagram of hotplate 
heating and microwave heating 
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